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Die fotg«nd«n Angaben sind <Wn vom Annwldw *inger«icht«n Unt«riag«n Mrtnomnwn 

Prufungsantrag gem. 5 44 PatG ist gestellt 

® Verfahren und Vorrichtung zur Kontrolle des Wa rm est romes einer Kokille beim Stranggte&en von Brammen 

@ Die Erfindung botriffl ein Verfahren zur Erzeugung von 
Brammen insbesondere von Stahl, mit Hirfe einer Platten- 
kokille, die aus wassergekuhlten, verstellbaren Schmal- 
seitenwanden (27), die zwischen wassergekuhlten Breit- 
seitenwanden (1) einklemmbar sind, besteht. Das erfin- 
dungsgemaSe Verfahren umfaSt folgende Schritte: Gie- 
ften mittels eines Tauchausgusses (4), Einsatz von GieR- 
pulver (5) zur Bildung von Gie&schtacke, Oszillieren der 
Kokille, Messung der Temperaturverteilung der Kupfer- 
plattenhauttemperatur zumindest uber die Kokillenbreite 
im GieBspiegelbereich, Regelung des partiellen Kuhlwas- 
sers in Druck und/oder Menge uber die Kokillenbreite zur 
Vergleichmaftigung und Kontrolle der Kupferplattenhaut- 
temperatur im Gie&spiegelbereich. Die Erfindung umfaRt 
auch eine Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung von 
Brammen insbesondcre aus Stahl, mit Hilfe einer Plattenko- 
kille, die aus wassergekuhlten, verstellbaren Schmalseiten- 
wanden, die zwischen wassergekuhlten Breitseitenwanden 
einklemmbar sind, besteht. Die Erfindung betrifft auch eine 
Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens. 

Beim SlranggieBen von Brammen vorzugsweise aus Stahl 
werden Formate des Abmessungsbereiches 

270-40 mm Dicke x 3.500-600 mm Breite 

gegossen. Dieser Brammenabmessungsbereich erfaBt die 
sogenannten Standard-Brammen mit den Abmessungen 

270- 1 50 mm Dicke x 3 .000-600 mm Breite 

die ausschliefilich mit Rechteckkokillenformaten gegossen 
werden. 

Die Diinnbrajnmen des Abmessungsbereiches 
150-40 mm Dicke x 3.500-600 mm Breite 

werden vorzugsweise vorwiegend mit einer Trichterkokille 

gegossen. 

Bei beiden Kokillenformen kommt ein TauchausguB, 
SEN (Submerge Entry Nozzle) und StranggieBpulver zum 
Einsatz. Die Medien zwischen der Strangmitte und dem Ko- 
killenkiihlwasser bestimmen den Warmestrom, der bei einer 
vorgegebenen Kokillenkuhlwassermenge durch die Tempe- 
raturaufnahme des Kiihlwassers bestimmt werden kann. 

Der Warmestrorn in der Kokillenmitte, d. h. im Bereich 
des Tauchrohres, SEN weicht in der Regel von dem neben 
dem SEN ab und ist groBer. 

Die Ursache fur die unterschiedlichen Warmestrome iiber 
die Kokillenbreile sind die verschiedenen Gesamtwider- 
stande, die sich auf die Ausbildung unterschicdlicher Teil- 
widerstande der Medien Stahl/SEN/Schlackenfilm/Kupfer- 
platte/Wassergrenzschicht/Wasser bzw. Slahl/Schlacken- 
filtn/Kupferplatte/Wasser zuriickfuhren lassen. In diesem 
Zusammenhang ist auf die verschiedenen spezifischen War- 
meleitfahigkeiten und die unterschiedlichen Dicken hinge- 



So betragt die spezifische Leitfahigkeit einzelner Medien 45 

Kupfer ca. 360 W/K • m 
Schlacke ca. 1 W/K • m 
Stahl ca. 50 W/K • m 

SEN ca. 10 W/K ■ m, 50 
womit die partiellen Gesamtwiderstande 
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DE 41 17 073 und DE 195 29 931 beschrieben. 

In der Patentschrift DE 41 17 073 werden die Tempera- 
turaufnahmen der vier wassergekuhlten Kokillenplatten als 
integrale Werte jeder einzelnen Platte gemessen und ausge- 
wertet. Es werden keine partiellen Werte iiber die Kokillen- 
breile erfaBt und prinzipiell auch keine Wassermengen zum 
Kiihlen verandert. 

In der Patentschrift DE 195 29 931 wird eine Brammen- 
kokille beschrieben, die aus mindestens drei voneinander 
unabhangigen Kuhlkammersegrnenten besteht, die im Be- 
reich des Kokillenausgangs gesonderte Anschliisse zur un- 
abhangigen Zufuhr von Kokillenkuhlwasser aufweisen. Mit 
dieser Anordnung sollen Unsymmetrien der spezifischen 
Warmestrome zwischen dem Bereich TauchausguB und den 
restlichen Kokillenbereichen erkannt werden und durch Ko- 
nizi tats vers tellung und Kiihlwasserregelung ausgeglichen 
werden. 

Im Gegensatz zu dem Stand der Technik ist es die Auf- 
gabe der Erfindung, ein Verfahren und eine Kokille zu be- 
schreiben, die es ermoglichen, die Hauttemperatur der Cu- 
Platten der Kokille im GieBspiegelbereich "online" zu erfas- 
sen, um ein in Hohe und Verteilung optimales und kon stap- 
les Temperaturprofil der Cu-Plattenhaut im GieBspiegel 
auch bei wechselnder Kupferplattendicke einstellen zu kon- 
nen. 

Ein konstantes und optimales Temperaturprofil in der 
Kupferplattenhaut iiber die gesamte Kokillenbreite ist Vor- 
aussetzung fiir 

- eine minimale thermische Belastung der Strang- 
schale und damit gute Strangoberflachenqualitat, 

- ein gleichformiges und krustenfreies Aufschmelzen 
des GieBpulvers im GieBspiegel zu GieBschlacke, 

- eine gleichformige Ausbildung des Schlacken- 
schmierfilms zwischen Strangschale und Kupferplat- 
ten, 

- einen gleichformigen Warmestrom iiber die Breite 
des Stranges in die Kokillenplatten, 

- eine kontrollierte und geregelte Temperatur der Kup- 
ferplattenhaut im GieBspiegelbereich, 

- eine gleichformige thermische Belastung der Kup- 
ferplatte vor allem im GieBspiegel iiber die gesamte 
Kupferplattenbreite und damit 

- eine m ax i male Standzeit der Kokillen-Kupferplat- 
ten. 

Dieses konstante und optimierte Temperaturprofil der 
Kupferplattenhaut ist auch bei unterschiedlichen oder dun- 
ner werdenden Cu-Plattendicken z. B. durch Nacharbeit 
zwischen zwei Einsatz-Kampagnen im 
GieBbetrieb oder bei unterschiedlichen Kupferqualitaten 
bzw. bei z. B. Ni-beschichteten Cu-Platten durch die ent- 
sprechenden Veranderungen in 



55 



iiber die Breite voneinander abweichen, d. h. sie konnen in 
den Bereichen des Tauchausgusses, SEN und neben dem 
Tauchrohr nicht gleich sein: 60 

r-, SEN p auaen 

lis besteht das Bediirfnis, diese partiellen Widerstande 65 
gleich einzustellen und dariiber hinaus auf einen bestimmten 
Wert einzuregeln. 

Der Stand der Technik wird mit den Patentschriften 



- Wassermenge 

- Wasserdruck bzw. 
WasserfiieBgeschwindigkeit 

zu kontrollieren. 

Die Aufgabe wird gelost durch die Merkmale der Patent- 
anspruche. 

Die Ldsung der Aufgabe ist unabhangig vom Kokillen- 
typ, wie z. B. der Senkrecht-, Senkrechtabbiege- oder Kreis- 
bogenkokille. Auch bleibt es unbenommen, ob die Kokille 
eine rechteckige Form oder cine Trichterform im GieBspie- 
gel aufweist. Die StranggieBgeschwindigkeit bei Einsatz der 
erfinderischen Kokille, die vorzugsweise oszilliert und mit 
einem hydraulischen Oszillatorantrieb versehen ist, liegen 
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zwischen 0,5 und 10 m/min. 

Die Figureri dienen zur \feranschaulichung der folgenden 
bcispielhaften Beschreibung der Erfindung. Es zeigen: 

Fig. 1 Darstellung des Temperaturprofiles zwischen den 
Kupferplalten ciner Kokille und der Strangschale unter Be- 
riicksichtigung des GieBpulvers und der GieBschlacke im 
Badspiegel und zwischen der Kupferplatte und der Strang- 
schale, 

Fig. 2 eine Rechteckkokille mit den Stbrungen der Kup- 
ferplattenhauttemperatur im GieBspiegel und der partiellen 
Warmeslrome iiber die Kupferplatten breite, 

Fig. 3 eine Rechteckkokille mit den erfinderischen Merk- 
malen, die zu einer kontrollierten und iiber die Breite kon- 
stanten Kupferplattenhauttemperatur fiihrU 

Fig. 4 eine Trichterkokille mit den Storungen in der lin- 
ken Halfte des Bildes a) und mit den erfinderischen Merk- 
malen, Bilder b) bis f), die zu einer kontrollierten und iiber 
die Breite konstanten Kupferplattenhauttemperatur fuhrt, 

Fig. 5 eine Rechteckkokille mit den Storungen in der lin- 
ken Halfte des Bildes a) und mit den erfinderischen Merk- 
malen, Bild b, die zu einer kontrollierten und iiber die Breite 
konstanten Kupferplattenhauttemperatur fuhrt. 

Fig. 1 zeigt schematisch einen Schnitt durch eine Kokil- 
lenplatte 1 und einen Strang 2 in GieBrichtung. Der Strang 
wird mit TauchausguB (SEN) 4 und GieBpulver 5 gegossen. 
Der Badspiegel 6, der eine Temperatur von beispielsweise 
Th q . = 1.500°C aufweist, stellt in erster Naherung die Iso- 
therme (7 - 1.500°C) dar, die gleichzeitig die innere Strang- 
schale bildet. Die Kokille 1 weist in GieBspiegelhohe (6) die 
hochste Temperatur 8 von beispielsweise 400°C auf und 
stellt den Ausgangspunkt fur die 400°C-Isotherme (7 - 
400°C) dar, die sich in den Raum zwischen Strangschalen 9 
und Kokillenplatte 1, gefullt mit fester und flussiger GieB- 
schlacke 10 ausdehnt. Die Kupferplattenhauttemperatur 
weist beispielhaft eine Verteilung auf, wie sie in Fig. 1 
(Temperaturdiagramm) dargestellt ist. Vom GieBspiegel im 
Punkt 8 fallen die Temperaturen sowohl in GieBrichtung 3 
als auch gegen die GieBrichtung zur Kupferplattenoberkante 
12 hin aufz. B.50°Cab. 

Dieses Temper aturfeld zwischen der Kokillenplatte und 
der Strangschale mit seiner markanten und maximalen Tem- 
peratur 8 von 400°C in GieBspiegelhohe kann durch Veran- 
dcrung der Wasserkiihlung und/oder Kupferplattendicke be- 
einfluBt werden. 

So kann die Temperatur der Kupferplatte in GieBspiegel- 
hohe 8 gesenkt werden durch 

- Erhohung der Wassermengen (Druck, FlieBge- 
schwindigkeit, Volumen) und/oder durch 

- eine geringere Kupferplattendicke. 

Mit einer solchen MaBnahme kann, basierend auf dem 
Warmestrom Q2 > Qi, die Temperatur der Cu-Platte im 
GieBspiegel 8 abgesenkt (T - Q2) < (T - Q t ) und damit ver- 
bunden das Aufschmelzverhalten des GieBpulvers, begleitet 
von einer Krustenbildung 13, beeinfluBt werden. 

Diese Zusammenhangc mac hen deutlich, daB fur ein opti- 
males Verfahren eine Temperaturmessung und die Tempera- 
turregelung besonders im GieBspiegel von Wichtigkeit sind. 
Die bisher dargestellten Zusammenhange zur Beeinflussung 
des Tcmperaturfeldes zwischen der Kupferplatte 1 und der 
Strangschale 9 gelten bisher nur in GieBrichtung 3, bzw. es 
wird ein identisches Verhalten iiber die GicBbreite ange- 
nommen. Diese Voraussetzung gleicher GieBbedingungen 
iiber die Kokillenbreite kann nicht vorausgesetzt werden, da 
in der Mitte der Bramme z. B. ein TauchausguB mit der spe- 
zitischen I^eitfahigkeit von z. B. 10 W7K m zum Einsalz 
koiiimt. Dieser TauchausguB, der beispielsweise eine auBcre 



Form von 120 x 200 mm aufweist, nimmt direkt EinfluB auf 
den Warmestrom, womit sich eine Unsymmetrie des Tem- 
peraturfeldes und des Warmestromes etc. iiber die Kokillen- 
breite einstellt. 

5 Fig. 2 stellt schematisch die Breitsei ten- Kupferplatte mit 
dem Wasserkasten 6 einer Rechteckkokille dar. Das Teilbild 
a) zeigt die Ansicht der Kupferplatte und Teilbild b) den 
Schnitt durch Kupferplatte und Wasserkasten. 

Die Kupferplatte 1 ist iiber Spannschrauben 15 auf den 

10 Wasserkasten 16 geschraubt. Der Wasserkasten wird im un- 
teren Bereich mit Kuhlmedien, vorzugsweise mit Kuhlwas- 
ser, in Menge und Druck iiber den EinlaB 17 versorgt. 

Das Kiihiwasser 19 stromt mit einer gewiinschten Ge- 
schwindigkeit durch AuslaBoffnungen 20 in die Kuhl- 

15 schlitze 21 der Kupferplatten kontrolliert in Druck und 
Menge/Zeit, um dann durch Ubergangsoffnungen 22, die 
gleichformig iiber die Breite des Wasserkastens (16) einge- 
bracht sind, in dessen oberen Verteilerraum 23 einzustro- 
men. Von hier aus wird das Wasser iiber eine AuslaBleitung 

20 24 dem Kokillenkreislauf, der in Druck und Menge regelbar 
ist, und der Wasseraufbereitung zugefuhrt 

Das Teilbild a) gibt die ungleichformige Temperaturver- 
teilung 25 uber die aktive Kokillenbreite 26 zwischen den 
Schmalseiten 27 wieder. Im Bereich des Tauchausgusses, 

25 SEN 4 steigt die Temperatur der Cu-Plattenhauttemperatur 
an. Dieser partielle Anstieg kann durch die Temperaturmes- 
sung 22.1 in den Ubergangsoffnungen 22 bei Kenntnis der 
Wassermenge bestimmt werden. Die absolute Temperatur in 
der Kupferplattenhaut und damit das partielle Temperatur- 

30 profil 28 uber die Kokillenlange unter gleichzeitiger Ver- 
wendung der partiellen Warmestrome 22.1 in den Bereichen 
1/1' bis n/n' kann mit Hilfe von mindestens einem Thermo- 
element 29 in der Kupferplatte bestimmt werden. Vorzugs- 
weise konnen hier die Thermoelemente einer Durchbruchsi- 

35 cherung verwendet werden. Fig. 2 macht die Aufgabenstel- 
lung nochmals klar. 

In der Fig. 3 ist nun fur eine Rechteckkokille die Erfin- 
dung dargestellt. 

Im Teilbild a) ist die Kokillenhauttemperatur des GieB- 

40 spiegels 8 in den Bereichen neben dem TauchausguB 30 der 
im TauchausguBbereich 31 durch Verringerung der par- 
tiellen Wassermenge in den Zonen 32 1/1* bis n/n' des Berci- 
ches 30 angeglichen worden sowie das absolute Tempera- 
tumiveau 8 auf einen bestimmten Wert eingestellt worden. 

45 Die Kombination der Thermoelemente 29, der Wassertem- 
peraturmessung 22.1 und der partiellen Wassermengen in 
den Zonen 32 erlauben die Konlrolle der Temperaturvertei- 
lung 25 iiber die Kokillenbreite und ihre absolute Hohe. 
Die Wassermengen in den jeweiligen Wasserzonen 32 

50 konnen z. B. durch eine Schieberplatte 33 - Fig. 3 b) die 
ein bestimmtes Profil aufweist, das dem Thermoprofil bei 
konstanter, partieller Wasserkiihlung entspricht und die alle 
Ubergangsoffnungen 22 im oberen Verteilerraum 23 des 
Wasserkastens gleichzeitig erfaBt, gesteuert werden. 

55 Im Teilbild c) ist beispielhaft ein Regelventil 34 im obe- 
ren Verteilerraum 34 des Wasserkastens 16 eingebracht, das 
den WasserdurchlaB in der Obergangsoffnung 22 regelt. 
Dieses Ventil konnte auch im unteren Verteilerraum 18 des 
Wasserkastens 16 angeordnet sein (Fig. 2). 

60 Fig. 4 stellt die Merkmale der Erfindung bei einer Trich- 
terkokille, im Vergleich zum Stand der Technik in der linkcn 
Halfte des Teilbildes a), dar. 

Auch hier wird beispielhaft ahnlich wie in Fig. 3 das par- 
tielle Wasser in den Wasserzonen 32 neben dem Tauchaus- 

65 guBbereich 30 unter Berucksichtigung des Trichters 35 mit 
seiner Umhullenden 36 partiell erfaBt. Die Wassermengen 
konnen gesteuert werden mit der Schieberplatte 33 oder 
auch jc Obergangsoffnung 22 mit einem Ventil 34 geregelt 
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werden. 

In den Teilbildern b) und c) ist die Schieberplatte uber die 
Kokillenbreite und -dicke und im Teilbild d) das beschrie- 
bene Regelventil 34 schcmatisch dargestellt. Das Teilbild e) 
stcllf die Trichterkokille von der Aufsicht schematisch dar. 5 
Im Teilbild f) sind mechanische Einsatze 37 als eine einfa- 
che I^osung zur Drosselung von Ubergangsoffnungen 22 
dargestellt, die allerdings kein Steuern oder Regeln der Was- 
sennengen zulassen und nur eine statische Losung der Auf- 
gabe darstellen. 10 

Der Vorteil der Erfindung ist nochmals in Fig. 5 am Bei- 
spiel einer Rechteckkokille, vergleichend mit dem Stand der 
Technik, dargestellt. Das linke Teilbild a) stelll das sich ein- 
stellende Temperaturprofil 25 der Cu-Plattenhauttemperatur 
im GieBspiegel 8 iiber die Kokillenbreite dar. Im rechten 15 
Teilbild b) ist der Temperaturverlauf 25 bei Anwendung der 
erfinderischen Merkmale dargestellt Es stellt sich eine kon- 
stante Temperatur 8 im GieBspiegel und gleichzeitig ein 
konslantes Temperaturfeld zwischen der Kupferplatte und 
der Strangschale 9 iiber die gesamte Kokillenbreite ein. 20 
Hierbei kann das absolute Temperaturniveau 38 gleichzeitig 
in bestimmten Grenzen gewahlt werden. 

Die verfahrenstechnischen Merkmale werden mit Hilfe 
der partiellen Warmestrommessung 22.1, der partiellen 
Temperaturmessung 29 sowie den partiellen Vorrichtungen 25 
33 oder 34 zur Wasserrnengenregelung, die als Kokillenvor- 
richlungsmerkmale den beschriebenen Regelkreis ermog li- 
chen, eingesetzt, um 

die Qualitat des Stranges zu verbessern und 30 
die GieBsicherheit sowie 
- die Lebenszeit der Kokillenplatten zu erhohen. 

Bezugszeichenhste 35 

1 Breilseitenkokillenplatte, Schnitt in GieBrichtung 

2 Strang, Schnitt in GieBrichtung 

4 TauchausguB, SEN 

5 GieBpulver 40 

6 Badspiegel, GieBspiegel 

7 Isothermen (i°C) 

8 Kokillenhaut in GieBspiegelhohe mit der hochsten Tempe- 
raturbelastung von bspw. 400°C (T-QO, die der Ausgangs- 
punkt fur die Isotherme (7 - 400°C) darstellt 45 

9 Strangschale 

10 feste und flussige GieBschlacke 

11 Verteilung der Kupferplattenhauttemperatur iiber die Ko- 
killenhohe 

12 Kupferplattenoberkante 50 
Qi Warmestrom mit Temperatur im Punkt (8) von (T-Qi) = 
400°C 

Q 2 Warmestrom mit Temperatur im Punkt (8) von (T-Q2) < 
T Q2 

T-Q[ Temperatur der Kupferplatte im GieBspiegel bei dem 55 
Warmestrom Q l 

T-Q2 Temperatur der Kupferplatte im GieBspiegel bei dem 
Warmestrom Q 2 , Q 2 > Q b [TQ X }>{TQ 2 } 

13 Kruslenbildung des GieBpulvers im GieBspiegel 

14 Breitseiienkupferplatte mit Wasserkasten einer Recht- 60 
eckkokille 

15 Spannschrauben 

16 Wasserkasten 

17 EinlaB fur Kiihlwasser in Menge/Zeit und Druck in den 
unteren Verteilerraum (18) des Wasserkastens (16) 65 

18 unterer Verteilerraum des Wasserkastens (16) 

19 Kuhlwasser in Menge/Zcit x Druck und m/sec 

20 AuslaBoffnungen vom unteren Verteilerraum des Was- 



serkastens 

21 Kupferkuhlschliize 

22 Ubergangsoffnungen in den oberen Verteilerraum 
22.1 Wassertemperaturmessung in den Offnungen (22) 

23 oberer Verteilerraum des Wasserkastens (16) 

24 AuslaBleitung fur das Kokillenkuhlwasser 

25 Temperalurverteilung iiber die Kokillenbreite im GieB- 
spiegel 

26 aktive Kokillenbreite 

27 Schmalseiten 

28 partielles Temperaturprofil iiber die Kokillenhohe 

29 Thermoelement(e) in der Kupferplatte 

30 Kokillenbreitenbereich neben dem TauchausguB (4) 

31 Kokillenbreite im TauchausguBbereich 

32 Wasserzonen 1/1' bis 5/5' (n/n*) 

33 Schieberplatte zum Steuern von Kokillenwasser 

34 Regelventil im oberen Verteilerraum (23) des Wasserka- 
stens (16) 

35 GieBtrichter 

36 Umhullende des GieBtrichters in der Kokillenbreite (1) 

37 mechanischer Einsatz in der Ubergangsoffnung (22) 

38 Temperaturniveau in der Kupferplatte in GieBspiegel- 
hohe (8) 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Erzeugung von Brammen insbeson- 
dere aus Stahl, mit Hilfe einer Plattenkokille, die aus 
wassergekiihlten, verstellbaren Schmalseitenwanden, 
die zwischen wassergekiihlten Breitseitenwanden ein- 
klemmbar sind, besteht, und das folgende Schritte um- 
faBt 

- GieBen mittels eines Tauchausgusses, 

- Einsatz von GieBpulver zur Bildung von GieB- 
schlacke, 

- Oszillieren der Kokille, 

- Messung der Temperaturverteilung der Kupfer- 
plattenhauttemperatur zumindest iiber die Kokil- 
lenbreite im GieBspiegelbereich, 

- Regelung des partiellen Kiihlwassers in Druck 
und/oder Menge iiber die Kokillenbreite zur Ver- 
gleichmaBigung und Kontrolle der Kupferplatten- 
hauttemperatur im GieBspiegelbereich. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB iiber die Kokillenbreite die partiellen und iiber 
die Kokillenhohe die integralen Warmestrbme gemes- 
sen werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB iiber die Kokillenbreite diskrete Tempe- 
raturmessungen zur Bestimmung der Kupferplatten- 
hauttemperatur auf der dem Stahl zugewandten Seite 
durchgefuhrt werden. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB iiber die Kokillenbreite die 
partiellen Temperaturprofile und/oder Warmestrom- 
profile iiber die Kokillenhohe bestimmt werden. 

5. StranggieBkokille bestehend aus wassergekiihlten 
Schmalseitenwanden (27), die zwischen zwei wasser- 
gekiihlten Breitseitenwanden (2) stehen, zur Durchflih- 
rung des Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
die folgende Elemente enthalt: 

- einen TauchausguB (4), 

- GieBpulverzufuhr, Pulver oder Granulat (5), 

- oszillierende Kokille, 

- WassertemperaturmeBfuhler (22.1) in den 
Ubergangsoffnungen (22) zwischen den Kiihl- 
schlitzen und dem oberen Verteilerraum (23) des 
Wasserkastens (16), 
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Regelorgane (33, 34), vorzugsweise im oberen 
Verteilerraum (23) des Wasserkastens (16), zur 
partiellen Kontrolle des Kuhlmediums Wasser in 
seiner DurchfluBmenge. 

6. StranggieBkokille nach Anspruch 5, dadurch ge- 5 
kennzeichnet, daB Thermoelemente (29) in den 
Schmalseitenwanden (27) und/oder in den Breitseiten- 
wandcn (1) eingebaut sind. 

7. StranggieBkokille nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet.daB mit Hilfe der TemperaturmeBfuh- 10 
ler (22.1) und mindestens einem Thermoelement (29) 
uber die Kokillenbreite partielle Warmestromprofile 
und/oder Temperaturprofile iiber die Kokillenhdhe er- 
stellt werden, mit denen die gewunschte Temperatur- 
verteilung iiber die Kokillenbreite des GieBspiegels 15 
(25) mil Hilfe von Wassermengenregelventilen (34), 
die in den Ubergangsoffnungen (22) zvWschen den 
Kupferkiihlschlitzen (21) und dem oberen Verteiler- 
raum (23) des Wasserkastens (16) angebracht sind, ein- 
gestellt und wahrend des GieBprozesses kontrolliert 20 
wird. 

8. StranggieBkokille nach einem der Anspniche 5 bis 

7, dadurch gekennzeichnet, daB statt der Wassermen- 
genregelvenule (34) eine Schieberplatte (33) zum Steu- 
ern der Kuhlwassermengen eingesetzt wird. 25 

9. StranggieBkokille nach einem der Anspriiche 5 bis 

8, dadurch gekennzeichnet, daB zur Vorcinstellung der 
Wassermengen an den Ubergangsoffnungen (22) me- 
chanische Einsatze (37) zum Einsatz kommen. 
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